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線形光学回路は光量子計算のための演算回路として注目されている[1]．近年，チップ上の光導

波路回路を用いた線形光学回路の大規模集積化が精力的に検討されている[2, 3]が，導波路化に伴

う光の伝搬損失の存在が問題となっている．一方，従来から用いられてきた光学テーブル上の自

由空間光学系に基づく線形光学回路は，サイズこそ大きいものの，空間伝搬のため伝搬損失は生

じない．そこで我々は，自由空間光学系に基づく線形光学回路をシリコン基板上に小型集積化す

ることで，小型かつ安定な低損失線形光学回路の実現を目指している．これまで，シリコン薄膜

をビームスプリッタとして用いるオンチップ光回路を提案し，その性能を理論的に評価した[4]．

今回，実際に回路を試作し，基本的な干渉特性を評価した結果について報告する． 

膜厚 3～10 µm，高さ 130 µm の Si 薄膜を 250 µm ピッチで配置し，光回路レイアウトを作成し

た．配置にあたっては，光波が薄膜通過時に生じるビームの位置ずれを解析し，それを補正する

ようオフセットを設けた．試作には深掘り反応性イオンエッチング（RIE）加工を実施できる外部

ファウンドリサービスを利用した．試作回路の SEM 鳥瞰画像を Fig. 1 に示す．Si 薄膜の周期的な

パターンが形成できていることが分かる．Si 膜厚が 5 µm 以上の領域で良好なパターン形成が確

認できた． 

試作回路の 1 つの入力ポートに波長 1.55 µm のコリメートされた CW 光を入力し，出力光を IR

カメラで観察したところ，Si 薄膜ビームスプリッタからの反射光を確認した．次いで，CW 光を

ファイバー型ビームスプリッタで 2 分岐したのち，試作回路の 2 つのポートに入力したところ，

2 ビームの経路長差に依存し，出力光のスポットが明滅した．このことにより，デバイス内での光

波干渉を確認することができた． 
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Fig. 1. SEM image of a fabricated device. 
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